
Justificación: Actualmente el niobato de litio es un material

muy importante por sus características piezoeléctricas, es

por eso que se busca en este trabajo parámetros óptimos en

el sputtering donde se forme la fase deseada del niobato de

litio.

Metodología.

1. Preparación del sustrato de ITO

2. Calibración del target de LiNbO3 en el sputtering 

3. Película sometida al difractómetro de rayos X.

4.Prueba de piezo respuesta en AFM.

Resultados. 

• La difracción de rayos X mostro que se formo una película de 

LiNb3O8
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Figura 1. Eliminación de impurezas en el sustrato

Solución de etanol 

concentrado. 
Lavado por ultrasonido 

por 15 min.

Sustrato de ITO.

Resumen: Se utilizo el sputtering para la formacion de a

una película delgada de niobato de litio a condiciones de

temperatura ambiente, potencia de 50 y 30 watts, en una

atmosfera de argon y a una presión de trabajo de 3𝑋10−3

Torr, la cual fue sometida al difractómetro de rayos X y al

AFM para su caracterización piezoeléctrica.

Figura 2. Calibración por 

sputtering.
Figura 3. Calibración ajustada

del sputtering por SEM.

Deposito de la película a 25℃

Nanómetros Potencia

(W)

Tiempo

(min)

50 50 36

100 50 71

150 50 107

200 50 143

50 30 100

Tabla 1. Tiempos de deposito

del sputtering.

Figura 4. Difractómetro

de rayos X.

Figura 6. Preparación del sustrato para prueba PFM en AFM.

Figura 7. Diagrama de

difracción de la película. En

rojo los picos pertenecientes

a la película y en azul los

picos pertenecientes al

sustrato.

Figura 10. Superficie de la película de 50 nm visto en AFM

en segunda y tercera dimension.

Figura 11. Superficie del sustrato de ITO vista en AFM en

segunda y tercera dimension.

Características de la 

superficie vistas en AFM

Película Tamaño

del grano

100 a 

200 nm

Promedio

de 

rugosidad

4.2521 

nm

Sustrato Tamaño

del grano

150 a 

250 nm

Promedio

de 

rugosidad

3.528 

nm

Conclusión.

Los resultados lanzaron que las películas delgadas realizadas de

niobato de litio formaron una fase diferente a la esperada de LiNb3O8
y el análisis de piezorespuesta no lanzo resultado alguno ya que el

material en la fase en la que se encuentra no presenta características

ferroeléctricas y piezoeléctricas, aunque este material presenta

posibles aplicaciones para baterías como menciona Jian,Z et

al.(2011).
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XRD patterns of the as-prepared 𝐿𝑖𝑁𝑏3𝑂8,

LiNb3O8-BM samples (Figura 8) [4].

Tabla 2. Características de la 

superficie de la película y el 

sustrato.

Trabajo a futuro.

• Darle a la película un tratamiento térmico después de haber 

depositado el niobato de litio en el sustrato.

• Realizar depósitos a diferentes temperaturas.

• Cambiar la atmosfera de trabajo para el deposito.

• Cambiar el sustrato en el que se realizara el deposito. 
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X-ray difraction pattern of ITO film annealed

at 600℃ in air (Figura 9) [5].

Difractómetro convencional(Figura 5). [6]


